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Beschreibung 

— ' Die'Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Erfa&uhg 
vbn'Striikturdefekten eincr Probe mit einer regelmaBi- 
gen Struktur durch raumliches Fihern des von der Pro- 
be gebeugten Uchtes gemSB dem Oberbegriff des Pa- 
tentanspruchs 1. Vorrichtungen dieser'Arf dienen zum 
Erfassen von Defekten oder Fremdstoffen auf der Ober- 
flache einer re£e!maBig angeordneten Teststruktur, wie 
einer integrierten Halbleiterschaltung, die einer Struk- 
* " turierung unterzogen wurde, wobei ein optisches Raum- 
filter verwendet wird, mit dem ein Aufzeichnen urid L6- 
schen von gebeugtem bzw. gebrochenem Licht von ei- 
ner Probe im Echtzeit-Betrieb moglich ist. 

Eine Vorrichtung der vorgenannten Gattung ist aus 
der EP 00 17 371 B1 bekannt. Bei dieser Vorrichtung 
wird das von einer regelmaBigen, fehlerfreien Struktur 
erzeugte Beugungsmuster von einem spezieli auf das 
jeweilige Muster abgestimmien Raumfilter absorbiert, 
so daB hinter dem Raumfilter nur mehr Beugungsbilder 
vorhanden sind, die von einem Defekt verursacht wer- 
dea Zur Verbesserung der Defekterfassung ist ein 
Zweifarbenverfahren vorgesehen, das die Erkennung 
des Defekts erleichtern soil. Dabei wird ein statisches 
Raumfilter verwendet, das fur die jeweils zu prufende 
Struktur vorab hergestellt werden muB. 

Aus der DE 28 12 956 Al ist die Aufzeichnung eines 
Beugungsmusters auf einem photoleitenden Aufzeich- 
nungsmedium bekannt, wobei jedoch das Beugungsmu- 
ster zur Erzeugung einer realen Abbildung im Rahmen 
eines holographischen Verfahrens diem. 

Aus der DE 32 04 295 Al ist es bekannt. zum Loschen 
eines eingeschriebenen Bildes eines elektrooptischen 
Modulators inkoharentes Licht hoher Intensitat sowie 
in Verbindung mit dem Modulator Polansatoren und 
Analysatoren zu verwenden. Diese bekannte Anord- 
nung dient jedoch zur Untersuchung nichtstrukturierter 
Oberflachen. die infolgedessen keine regelmaBigen Beu- 
gungsmuster erzeugen. 

Aus Technisches Messen" 49. Jg.. 1982, S. 99-103 
und DE 30 31 816 Al sind photographische Raumfilter 
bekannt, wobei in der erstgenannten Literaturstelle der 
Begriff "Echtzeifdefiniert ist 

Ferner ist in der veroffentlichten japanischen Patent- 
schrift 56-16 542 B2 (Japanische Offenlegungsschrift 
54-1 05 967) eine Vorrichtung beschrieben, mit der Feh- 
ler von Photomasken auf unterschiedlichen Chips konti- 
nuierlich untersucht werden, insbesondere bei der Pru- 
fung von Mustern mit Richtcharakteristiken, wie z. B. IC 
Photomasken, die z. B. bei der Halbleiterherstellung 
verwendet werden sollen. Da ein Fourier-Spektrum ei- 
nes normalen Musters in einem zu untersuchenden Ge- 
genstand ein gewisses Richtvermogen aufweist, wird es 
durch ein Raumfilter hinter der Linse und einem diskon- 
tinuierlichen Muster, z. B. einem Fehler, der nicht ein 
normales Muster darstellt, in einer Fourier-Ebene ex- 
pandiert. so daB es durch die Maske hindurchgehen 
kann. Alle runden Ecken des Chips passieren die Maske 
und werden in derselben Weise erfaBt wie der Fehler. 
Durch einen Vergleich der beiden Chips werden Signale 
erzeugt, die ungleichartig sind und als ein Fehler er- 
kannt sowie .weiter verarbeitet werden. Es erfolgt somit 
die Oberprufung einer- Struktur unter Verwendung ei- 
nes ubertragenen Bildes der Probe. 

In Fig. 1, die ein Blockdiagramm eines bekannten Re; 
flexions-Strukturdefekt-Erfassungssysiems zeigt, sind 
im einzelnen folgende Elemente dargestelit: eine Licht- 
quelle 1 fur koharentes Licht, wie ein Laser, ein Kollima- 



^Ucbtqu^ Li^w^ar^l^i^etem 

^ : Ocht !Halb;spiegfel 5: bzw. ^^ine^uFeinern^Trager 
angeordnete Probe Vdie eine regelrn|LBig angeordnete 

5 Teststruktur aufweist, ein X-Y-T]^|^r die Bewe- 
gung der Probe 4, eine konvexe ^nseyjzjjm Fokussie- 
ren des yon de.r P^robe 4 renektierten Llch^ Kame- 
ra 12. d[e in der* jppsi tion angeordnefi^intJer die Probe 
4 durch^die Linse 7 abgebildet wird. einejlignalverarbei- 

io tGngseinrichfung 13 / ffiV die Verarbeituhg emles von der 

1 ^ Ramera 12 geliefertien Ausgangssignals. urn die Position 
~ eiries Fehlers oder Defekts zu erfassen? ein Monitor 14, 
der mit der Signalverarbeitungseinrichtung 13 verbun- 
den ist, urn den Defekt darzustellen, ein Raumfilter 17, 

is das im Brennpunkt der Linse 7 angeordnet ist, urn das 
auf einer Normalstruktur der Probe 4 basierende ge- 
beugte Licht "abzuschneiden", eine Kamera 33 zur Er- 
fassung der Position eines Beugungsmusters, das auf 
reflektiertem Licht basiert, sowie eine Steuereinheit 34, 

20 die den Betrag der Versetzung des Beugungsmusters 
gegenuber einer Normalposition berechnet und an Nei- 
gungswinkel-Einstellmechanismen 35, 36 sowie einen 
Drehwinkel-Einstellmechanismus 37 einen Korrektur- 
befehl abgibt. 

25 Im folgenden wird der Betrieb des obigen herkommli- 
chen Systems beschrieben: 

Das von der Lichtquelle 1 emittierte Licht wird durch 
den Halbspiegel 5 reflektiert und dann auf die Tests- 
truktur der Probe 4 gerichtet. Das von der Probe 4 

30 reflektierte Licht tritt durch den Halbspiegel 5, wird 
durch die Linse 7 gebundelt und dann in zwei Licht- 
strahlen aufgespalten. Ein Lichtstrahl erreicht das 
Raumfilter 17, wahrend der andere Lichstrahl auf die 

- Kamera 33 zur Erfassung der Position eines Beugungs- 

35 musters auftrifft Das Raumfilter 17 belichtet in dieser 
Position das Beugungsmuster der Normalstruktur auf 
eine photographische Platte, die nach dem Entwick- 
lungsprozeB exakt in die Belichtungsposition zuruckge- 
bracht und dort befestigt wird. AnschlieBend wird wah- 

40 rend der Erfassung eines Strukturdefekts das gebeugte 
Licht von dem reflektierten Licht durch die Kamera 33 
beobachtet, urn die Position des Beugungsmusters zu 
erfassen. Die Steuereinheit 34 liefert einen Befehl fur die 
Korrektur der Abweichung im Neigungswinkel und im 

45 Drehwinkel der Probe 4 von der optischen Achse an die 
Einstellmechanismen 35, 36 und den Drehwinkel-Ein- 
stellmechanismus 37. Dann erfolgt eine Ausrichtung 
zwischen dem Beugungsmuster des Raumfilters 17 und 
dem gebeugten Licht der Normalstruktur der Probe 4. 

so Als Ergebnis wird das gebeugte Licht der Normalstruk- 
tur wahrend der Erfassung durch das Beugungsmuster 
auf dem Raumfilter entfernt, ein Defektsignal durch die 
Kamera 12 wahrgenommen, und der Strukturdefekt auf 
dem Monitor 14 dargestelit. 

55 Wenn der Neigungswinkel und der Drehwinkel der 
Probe sich bezuglich der optischen Achse verandern, 
tritt damit in der bekannten Strukturdefekt-Erfassungs- 
vorrichtung eine Abweichung zwischen der Position des 
Beugungsmusters. das in der Brennebene der Linse er- 

60 scheint, und der des auf dem Filter aufgezeichneten 
Beugungsmusters auf. Folglich werden jedesmal. wenn 
die Probe bewegt wird, Abweichungen des Neigungs- 
winkels und des Drehwinkels erfaBt, so daB es notwen-. 
dig ist, die obigen Stellungen zu korrigieren. Das ist 

65 ungunstig. Weiterhin mu3 bei jeder Veranderung in der 
Struktur der Probe ein neues Filter hergestellt werden.^- 
da das Filtermaterial die photographische Platte ist, was^ 
einen EntwicklungsprozeB auBerhalb der Vorrichtung 




und^Knp aiis de> Vomchtung erita^ 
erstkli weVden -kann/ wobei auch 3ie Ppsitiomerung^der 



Probe vereinfachtiein soil. 
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tuhg ist im Unteran'spriich 2'gcgeben; : .; J ^*" r ' ^ 

Die Erfinduhg ist nachstehend anhand der Zeichriuhg 
eines bevorzugten Ausfuhningsbeispiels' naher be- 
schrieben.Eszeigt 

Fig. 1 ein Blockdiagramm einer bekannten Struktur- 
defekt-Erfassungsvorrichtung; 

Fig. 2 ein Blockdiagramm einer Strukturdefekt-Erfas- 
sungsvorrichtung gemaB einem Ausfuhrungsbeispiel 
der Erfindung; 

Fig. 3 eine schematische Ansicht des Aufbaus eines 
Raumfilters; 

Fig. 4 eine graphische Darstellung zur Erlauterung 
des Betriebs des Raumfilters; 

Fig. 5 ein Zeitdiagramm zur Erlauterung des Betriebs 
der in Fig. 2 dargestellten Vorrichtung; 

Fig. 6 eine Langsschnittansicht des Aufbaus eines 
elektronisch-optischen Gerates, wie es in der Struktur- 
defekt-Erfassungsvorrichtung verwendet wird; und 

Fig. 7 eine erlauternde Darstellung eines Beugungs- 
musters, basierend auf gebeugtem Licht einer Normal- 
struktur. 

In Fig. 2 ist das System in Form eines Blockdia- 
gramms dargestellt, in dem dieTeile, die denen in Fig. 1 



5 fekt) des BGO-Materialsl20a in&ingix 5QlpJjep$RaujTu11- 
" teririduziertePhasendrehiing ist 2u4er^be/JerR,3GO- 
^Material* 20a >*entwickehen ?cSpannungn\prQportional. 
- Wenn der Pblarisaior;18 und def Analysator 19jor.tho- 
gonal zur optischen rAchse undlparallel^zueinander^n- 
geordnet sind;* und. wenn~die uber dem -BGO-Material 
20a auftretende Spannung V isCtetragt die.Ampjitude 
A des Ausgangslichis durch das BGO-Material 20a: 



15 A = A 0 sin 

wobei V h die uber dem BGO-Material 20a entwickelte 
Spannung angibt, wenn die Phasendrehung 90° betragt 
20 Diese Spannung ist proportional zur Wellenlange und 
betragt 5,6 kV bei einer Wellenlange X = 633 mm, wobei 
V h fur die Dicke der Anordnung konstant ist. 

Irn folgenden wird der Betrieb des Raumfilters eriau- 
tert. Obwohl sich der Betneb des BGO in Loschzyklus, 
25 Schreibzyklus und Lesezyklus unterteilen laBt, erfolgt 
bei der Erlauterung nur eine Unterteilung in zwei Be- 
triebsarten, namiich Loschzyklus und Schreib/Lese-Zy- 
klus. 



30 



i ) Loschzyklus 

Wie in Fig. 4(i) dargestellt, wird uber dem BGO eine 
Spannung von Vi zu V h y 2 angelegt, und Loschlicht auf 
das BGO gerichtet. Aufgrund der Photoleitfahigkeit des 



sind. Auf eine Erlauterung dieser - herkdmmlichen - 
Teile wird hier verzichtet. In Fig. 2 sind folgende Ele- 
mente dargestellt: ein SchreibverschluB 3, eine WeiB-. 
lichtquelle 8 fur die Initiaiisierung eines optischen 
Raumfilters 10, eine Leistungsquelle 9 fur die WeiBlicht- 
quelle 8, eine Leistungsquelle 11 fur den optischen 
Raumfilter 10, eine Steuereinheit 15 fur die Steuerung 
des Schreibverschlusses 3, Leistungsquellen 9 und It 
ein X-Y-Tisch 6, eine Signalverarbeitungseinrichtung 
13, eine Grundplatte 16. ein Polarisator 30 und ein Lese- 
verschluB31. 

Der optische Raumfilter 10 hat die Funktion, in Echt- 
zeit gebeugtes Licht einer Normalstruktur einer Probe 
aufzuzeichnen und gebeugtes Licht einer fehlerhaften 
Struktur abzuschneiden. Der Raumfilter 10 dient auch 
dazu, das aufgezeichnete Beugungsmuster in Echtzeit 
zu loschen. 

Der Raumfilter 10 ist beispielsweise aus einem elek- 
trooptischen Material (PROM-Element) 20. das eine 
Photoleitfahigkeit und einen Pockels-Effekt zeigt, wie 
z.B. BSO (Bi !2 Si0 2 o) (vgl. "Optronics" Nr. 11, 1984, Seite 
59 „64) .oder BGO (Bi l2 Ge0 2 o) (vgl. "Kogaku", Vol. 14, 
Nr. 1, 1985, Seite 19-28), aus einem Polarisator 18 und 
einem Analysator 19 aufgebaut 

lm folgenden werden nun beispielhaft "Ab- 
schneid"-Charakteristika eines Raumfilters beschrieben, 
das unter Verwendung von BGO als dem elektrp : ppti- 
schen Material aufgebaut ist. 

. Wie in- Fig. 3 gezeigt, werden bei'm Aufbau dieses 
Raumfilters aiif, beiden Seiten des, BGO- Materials 20a 
isolierende Filme 20b und 20c ausgebildet. anschlieBend 
durchsichtige Elektroden 20d und 20e auf die. AiiB.ensei- 
ten der isolierenden Filme 20b bzw. 20c aufgeBracht, 



womit dort keine Licht-Phasendrehung auftritt, und 
Eingangslichtstrahlen aile abgeschnitten werden. Dann 
wird, wie in Fig. 4(ii) gezeigt. das Loschlicht ausgeschal- 
tet, und die oben angelegte Spannung wird invertiert. In 
40 diesem Zustand wird uber dem BGO eine Spannung von 
2Vt zu V h angelegt, die Licht-Phasendrehung wird etwa 
90° , und das BGO laBt das meiste Licht durch. 



2)Schreib/Lese-Zyklus 
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Wie in Fig. 4{iii) gezeigt, failt bei Einstrahlung von 
Schreiblicht die Spannung uber dem BGO aufgrund der 
Photoleitfahigkeit des BGO allmahlich ab, und der Be- 
trag der Licht-Phasendrehung nimmt ab, so daB der 
Betrag des durchgelassenen Lichts kleiner wird. Je star- 
ker das auf das BGO aufgebrachte Licht ist, desto gro- 
Ber ist der Betrag des abgeschnittenen Lichts. 

Der Betrieb der Vorrichtung, in der das BGO verwen- 
det wird, wird im folgenden unter Bezugnahme auf das 
Wellenformdiagramm nach Fig. 5 erlautert. 

Wenn linear polarisiertes Ar-Laser-Licht durch den 
Halbspiegel auf die Probe 4 aufgebracht wird, die auf 
dem X-Y-Tisch 6 angeordnet ist, der sich mit einer kon- 
stanten Geschwindigkeit bewegt. wobei die Probe 4 ei- 
60 ne regelmaBige Struktur Hat, wird das davon reflektierte 
Licht durch die Linse 7 fokussiert und man erhalt- ein 
Beugungsmuster auf denV'BGO als elektro-opuschem 
Material 20, das an der Position des Brehripuhkts ange- 
ordnet ist, wahrend rriauVan der Photographieposmon 
65 der Kamera 12 ein abgeBildetes Muster erhalt. In dieser 
r: Anordnung 1 werden (1) \der SchVeibverschluB* 3; (2) das 
' BGO, (3) die WeiBlichtquelle 8. (4) der LeseverschluB 31 
und (5) die Kamera 12 in*der in Fig. 5 geze.gten ze.tli- 




wiederholendes Musier aufweisv erscheint 4n ^lesem 





Struktur, frei von der rcgclmaBigen Siruktur, jniuels r^b^ 
-1 Vines Processors zii vefirbeiten; Im folgenden w»r4 das 
-ifiZeitd'iagramm nach Rgi 5fcrl&utert;U -OOH > >b (; ;.1 i 
-00 Ein AiislSsetriggern erfolgt ^lnterVe rwendung, eines 
.^iVertikal-Synchronisauonssignals deriKamera J2.^ie,als 
^ ein Detektor dient Folglich betragt ein Zyklus 1/30 sec 
'i und es erf olgt eine Eimeilung-in die;drei,Schrjtte Lo- 
scheri, Schfeiben und Lesenn Diese,Schritte werden im 
• ^ folgendennacheinandererlautert.:'" zl. .„ - . . 



lerin^der 



a) Losch-Schritt 

Beim SchlieBen des Leseverschlusses 31 wird der 
SchreibverschluB 3 geschlossen, um das Laser-Licht ab- 
zuschneiden, und die WeiBlichtquelle 8 wird eingeschai- 
tet. Nach Aufbringen einer hinreichenden Menge von 
Licht auf die Teststruktur wird die WeiBlichtquelle 8 
ausgeschaltet. Nach Bestatigung dieses Vorgangs wird 
die Spannung des BGO als elektro-optischen Materials 
20 in Erwartung des Schreibbeginns invertiert. 

b) Schreib-Schritt 

Nach Verstreichen einer bestimmten Zeit nach der 
Ausgabe des Venikal-Synchronisationssignals der Ka- 
mera 12 wird der SchreibverschluB 3 geoffnet. um fur 
den Start des Schreibens den Laser-Strahl abzustrahlen. 
Die Verzogerungszeit wird auf Grundlage der Zeit be- 
rechnet, die erforderlich ist, um Laser-Licht in einer 
Menge zu liefern, die fur die Vorbereitung eines raumli- 
chen Filters notwendig ist. 

c)Lese-Schritt 
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Wahrend der Vertikal-Synchronisationsperiode der 
Kamera 12 (die Periode, wahrend der die Kamera kein 
Signal ausliest). wird der LeseverschluB 31 fur nur 63,5 
pLsec. geoffnet, und ein Fehlersignal wird auf die photo- 
graphische Ebene der Kamera gedruckt. Die Freigabe- 
zeit des Leseverschlusses 31 wurde aus der Bedingung 
bestimmt. daB sich ein sich bewegendes Bild nur um ein 
Bildelemeni auf der Bildebene bewegt. 

Fig. 6 zeigt eine Schnittansicht, in der der Aufbau 
eines elektro-optischen Materials 20 dargestellt ist f das 
in der Strukturdefekt-Erfassungsvorrichtung verwendet 
wird. In Fig. 6 sind mit den Bezugsziffern 21, 22, 23. 24 
und 25 eine Einkristallplatte, ein Isolator, eine durch- 
sichtige Elektrode.das einfallende Licht bzw. das austre- 
tende Licht bezeichnet. Die Bezugsziffern 26 und 27 
bezeichnen jeweils eine AnschluBelektrode. 

Der Betrieb dieser elektro-optischen Vorrichtung 
wird auch unter Bezugnahme auf Fig. 2 erlautert. 

Licht mit einer Wellenlange von 488 nm. das von dem 
a!s eine Lichtquelle 1 fur koharentes Licht dienenden 
Argon-Laser emittiert wird, wird durch den Kollimator 
2 aufgespreizt, durch den Halbspiegel 5 reflektiert und 
auf die von einem Halbleiter- Wafer gebildete Probe 4 
aufgebracht. Das von der Probe 4 reflektierte Licht tritt 
durch den Halbspiegel 5 und erreicht dann. fokussiert 
durch die Linse 7; den durch den optischen Raumfilter 
10 gebildeten Filterbereich. Das Licht, das durch den 
.. Polarisator : 18 ( getre^ elektro-pptische 
>Materja!^auf dem 'nur f miens)yes der 
v- Photoieittkh^ wird, um, die -auf dem 

Pockels-Effekt* basierende Doppelbrechun^ zu veran- 
dern. Wenn die normale Siruktur der Probe ein sich 



.ner^^ 

einer Struktur. dielceih sich %eJerhpjendesMu^ 
. schwach. so. daB esJcaum aufgezeichnet wird, und damn 
io >keine'Ve7Ina'^ 

bedeuteydaB das 'intensive jBeugungslicht\vbn. f einer 
Normalstrulctur urid ^as scKwache Beugungslicht yon 
einem Defekt durch Bereiche tritt, die sich in der Do'p- 
pelbrechungunterscrieiden, so daB sich die austretenden 
Lichtstrahlen in ihrem ^olarisationsz'ustand'unterschei- 
den. Wenn eine polarisierende Platte, die die Polarisa- 
tion des Beugungslichts der Normalstruktur abfangt, als 
der Analysator 19 auf der Ausgangsseite der Vorrich- 
tung angeordnet ist wird das Beugungslicht von einem 
Defekt auf die Kamera 12 auftreffen und als ein Defekt- 
signal erfaBtwerden. 

Damit kann die Erfassung eines Fehlersignals erfol- 
gen, indem nur eine extrem kurze Zeitdifferenz beztig- 
lich des raumlichen Filters vorgesehen wird, der das 
25 Beugungsmuster der Normalstruktur aufgezeichnet hat. 
Fur die Uberprufung der nachsten Probe wird das La- 
serlicht einmai mit dem SchreibverschluB 3 abgeschnit- 
ten, und dann die WeiBlichtquelle 8 fur einen Moment 
eingeschaltet, um das aufgezeichnete Beugungsmuster 
auf dem optischen Raumfilter 10 zu loschen. 

Dann wird erneut eine Spannung angelegt, um das 
Filter zu initialisieren, wahrend die Probe bewegt wird, 
und der VerschluB wird erneut freigegeben, um die Ein- 
strahlung von Laser-Licht zuzulassen. wodurch die 
Uberprufung erfolgt,ob ein Defekt vorliegt oder nicht. 
Dieses Verfahren wird bis zum Ende der Untersuchung 
wiederholt. . 

Obwohl im oben beschriebenen Ausfuhrungsbeispiel 
der Strukturdefekt-Erfassungsvorfichtung auf die Er- 
40 fassung eines Defekts einer integrierten Halbleiter- 
schaltung als Probe Anwendung fand, ist es neben inte- 
grierten Halbleiterschaltungen auch auf andere Objekte 
anwendbar, beispielsweise auf eine feine Struktur mit 
einer Spiegeloberflache und einer regelmaBigen Anord- 
45 nung oder auf eine Maske, die ein Obertragungs- oder 
DurchlaBmuster darstellt. 

Es treten manchmal Falle auf, in denen die Teststruk- 
tur extrem fein ist, so daB Lichtstrahlen hoherer Ord- 
nung die Kondensorlinse verlassen. In solchen Fallen ist 
so es nicht notwendig, daB die Wellenlange beim Aufzeich- 
nen und die bei der Oberpriifung ubereinstimmen. Es ist 
moglich, fur die Aufzeichnung eine Lichtquelle in einem 
Wellenlangenbereich zu wahlen, bei dem sich eine hohe 
Absorption des optischen Raumfilters ergibt. und fur die 
55 Erfassung von Defekten einen He-Ne-Laser oder ahnh- 
cheszu verwenden. 

Wie beschrieben, wird ein Raumfilter verwendet, mit 
dem eine raumliche Filterung gebeugten Lichts von ei- 
ner Probe erfolgt und mit dem Aufzeichnen und Lo- 
eo schen im Echtzeit-Betrieb dut;chgefuhrt werden kann so 
daB das Filter in sehr kurzer Zeit hergesteUt werden 
kann.ohne daB ein photographischer Entwicklungspro- 
zeB erforderlich ist. Da es daneben nicht notigjst. den 
Neigungswinkel und den Drehwinkel; einer -Probe-zu 
65 korrigieren, kann, die fur 'die- Erfassung erfoirderhche 
Tejiln einem starken MaB yerringerrwerdeni und -es 
" ergibt Vich eine Defekt -Erfassungsvomchtung^die, im 
Vergleich zum Stand der'technik. eirien einfacheren 
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'Ststruktiir anziipassen:^ ^ - - 



Patentanspriiche 

1. Vorrichtung zur Erfassung von Strukturd^fekter^ 
einer Probe mil einer regelmafligen Struktur durch^ 
raumliches Filtern des von der Probe gebeugwn 
Lichtes,mit - r CV f 

— einer Lichtquelle fur koharentes Licht zjjrn io 
Bestrahlen derProbe: ~~ 1 .1 r~~~ — 

— einer Linse: zum Foicussieren des von der 
Probe komm^nden Lichtes auf ein optisches 
Raumfilter, das ein von einer Probe ohne 
Strukturdefekte herruhrendes * Beugungsmu- 
ster zur AusfiUerung des von der regelmaOi- 
gen Struktur herriihrenden Lichtanteils auf- 
weist, 

— einer Kamera in der Bildebene der Linse 
zur Erfassung der Strukturdefekte, 

— einer Steuereinheit, 

— einer Signalverarbeitungseinrichtung, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

— das optische Raumfilter (10) ein photoleitfa- 
higes elektro-optisches Material (20) zum Auf- 25 
zeichnen des Beugungsmusters der zu untersu- 
chenden Probe (4) in Echtzeit aufweist, 

— das photoleitfahige elektro-opiische Mate- 
rial (20) zwischen einem Polarisator (18) und 
einem Analysator (19) angeordnet ist, 

— eine mit einer Leistungsquelle (9) verbun- 
dene Einrichtung (WeiBlichtquelle 8) zum L6- 
schen eines im photoleitfahigen elektro-opti- 
schen Material (20) aufgezeichneten Beu- 
gungsmusters zum Erhalt eines aufnahmefahi- 
gen photoleitfahigen eiektro-optischen Mate- 
rials (20) vorgesehen ist, 

— ein zum Einschreiben des Beugungsmusters 
in das aufnahmefahige photoleitfahige elektro- v 
optische Material (20) des optischen Raumfil- 40 
ters (10) zu offnender SchreibverschluB (3) und 
ein Polarisator (30) zwischen der Lichtquelle 
(1) und dem optischen Raumfilter (10) ange- 
ordnet sind und daB eine Leistungsquelle (11) 
zur Aktivierung des photoleitfahigen eiektro- 
optischen Materials (20) vorgesehen ist, 

— ein zur Erfassung eines Fehlersignals zu off- 
nender LeseverschluB (31) zwischen dem opti- 
schen Raumfilter (10) und der Kamera (12) an- 
geordnet ist, und daB 

— die Steuereinheit (15) zur Steuerung des 
Leseverschlusses (31), des Schreibverschlusses 
(3) und der beiden Leistungsquellen (9, 11) aus- 
gebildet ist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch I, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das photoleitfahige elektro-optische 
Material (20) des optischen Raumfilters (10) einen 
Pockels-Effekt zeigt und daB auf der Eingangsseite 
des eiektro-optischen Materials (20) der Polarisator 
(18) und auf der Ausgangsseite des eiektro-opti- 
schen Materials (20) 'der Analysator (19) vorgese- 
hen sind. 
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